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(54)【発明の名称】 アクティブマトリックス型液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  配線欠陥を修復するためのレーザ切断により
生じる切断端面の凹凸を小さく抑制し、その後形成する
絶縁層で被覆することにより、配線が直接液晶に接触す
ることにより生じる表示上のムラ等の問題を解消する。
【解決手段】  スイッチング素子群と配線群とを有する
アレイ基板と対向基板との間に液晶層を挟持した、アク
ティブマトリックス型液晶表示装置の製造方法であっ
て、配線１上に１層もしくは複数の絶縁層１０を形成し
た後に、配線を形成する工程において生じた配線欠陥を
修復する工程を行い、その後、配線上に１層もしくは複
数層の絶縁層を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  スイッチング素子群と配線群とを有する
アレイ基板と対向基板との間に液晶層を挟持したアクテ
ィブマトリックス型液晶表示装置の製造方法において、
前記配線上に１層もしくは複数の絶縁層を形成した後
に、前記配線を形成する工程において生じた配線欠陥を
修復する工程を行い、その後、前記配線上に１層もしく
は複数層の絶縁層を形成することを特徴とするアクティ
ブマトリックス型液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】  スイッチング素子群と配線群とを有する
アレイ基板と対向基板との間に液晶層を挟持し、アレイ
基板に対して略平行な電界を発生させることにより液晶
分子の配列を変化させるアクティブマトリックス型液晶
表示装置の製造方法において、
前記配線上に１層もしくは複数の絶縁層を形成した後
に、前記配線を形成する工程において生じた配線欠陥を
修復する工程を行い、その後、前記配線上に１層もしく
は複数層の絶縁層を形成することを特徴とするアクティ
ブマトリックス型液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
ックス型液晶表示装置の製造方法、特に配線欠陥の修復
に伴う配線と液晶の接触を抑制する製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】アクティブマトリックス型液晶表示装置
において、走査配線などの配線が直接液晶に接触してい
ると、表示上のムラ等の原因となる場合がある。これを
防ぐために配線上に絶縁層を形成する。その絶縁層は、
通常の配線上だけでなく、配線を形成する工程において
生じた配線欠陥をレーザにより切断し修復する場合、配
線欠陥部および配線欠陥をレーザ修復した部分にも被覆
されるようにしなければならない。
【０００３】この配線欠陥部をレーザによる切断して修
復する工程は、配線欠陥が形成された直後に行われ、そ
の後配線上に絶縁層を形成することによって、配線が液
晶に接触するのを防止し、表示上のムラ等の問題を回避
している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】配線欠陥をレーザで切
断することにより修復する工程を配線形成直後に行った
場合、配線欠陥部をレーザで切断した際に、切断端面形
状によってはレーザ修復部の上に形成される絶縁層によ
る被覆が不完全になり、配線欠陥部が直接液晶に接触
し、表示上のムラの原因となる場合がある。
【０００５】この問題を解決するために、従来はレーザ
条件を最適化にすることにより、配線欠陥のレーザ切断
端面形状を後に形成される絶縁層によって被覆されやす
くし、配線と液晶との接触を防止していた。ところが、
確実に配線欠陥部を切断するためにレーザ出力を高く設
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定することにより、切断端面に大きな凹凸が生じ易く、
絶縁層により被覆が困難になる傾向にある。
【０００６】配線欠陥をレーザで切断することにより修
復する工程の一例を、図１および図６～図８を参照して
説明する。図１は、アクティブマトリックス型液晶表示
装置の要部を示す平面図である。基板（図示せず）上
に、複数の走査配線１と、複数の信号配線２と、スイッ
チング素子３が設けられている。４は、走査配線１を形
成する際に発生した配線欠陥を示す。図６に、図１のＹ
－Ｙ’部の断面を示す。図６は、配線の欠陥が発生した
場合の配線形成後の状態を示す断面図である。ガラス基
板５上に走査配線１が形成され、走査配線１間に配線欠
陥部４が存在する。図７は、走査配線１形成直後に、配
線欠陥部４をレーザで切断した後の状態を示す。図８
は、配線欠陥部４をレーザで切断した後、走査配線１と
液晶との接触を防止するための絶縁膜６を形成後の状態
を示す。
【０００７】図７は、配線欠陥部４に、レーザによる切
断端面に大きな凹凸が生じた様子を示す。この凹凸は、
図８に示すように、後に形成される絶縁層６により被覆
されない。その結果、走査配線１と液晶との接触による
表示上のムラが発生する。このような条件下において、
レーザ条件の最適化は困難である。
【０００８】また、上記のような役割を持つ絶縁層を形
成した後に、配線欠陥をレーザで切断することによる修
復を行った場合、レーザ照射により、配線欠陥を修復す
ると同時に絶縁層にも穴が生じ、配線欠陥部が直接液晶
に接触する問題が生じる。
【０００９】本発明は、配線欠陥を修復するためのレー
ザ切断により生じる切断端面の凹凸を小さく抑制し、そ
の後形成する絶縁層で被覆することにより、配線が直接
液晶に接触することにより生じる表示上のムラ等の問題
を解消することを可能とする、アクティブマトリックス
型液晶表示装置の製造方法を提供することを目的とす
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、スイッチング素子群と配線群とを有するアレイ基板
と対向基板との間に液晶層を挟持したアクティブマトリ
ックス型液晶表示装置の製造方法において、配線上に１
層もしくは複数の絶縁層を形成した後に、配線を形成す
る工程において生じた配線欠陥を修復する工程を行い、
その後、配線上に１層もしくは複数層の絶縁層を形成す
る。
【００１１】この方法によれば、配線欠陥を修復するた
めの配線欠陥部へのレーザ照射を実施する際には、配線
欠陥上に絶縁層が形成されている。この絶縁層により、
配線欠陥部を切断する際のレーザ照射部における配線の
飛散が抑制される。そのため、配線欠陥上に絶縁層が形
成されていない時と同じレーザ出力で照射した場合であ
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れば、配線欠陥部の切断端面の凹凸をより小さく抑制す
ることができる。従って、配線修復工程後に形成される
絶縁層によって、配線欠陥部の切断端面の凹凸が十分に
被覆され、配線が直接液晶に接触することにより生じる
表示上のムラ等の問題を解消することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】（実施の形態１）実施の形態１に
おけるアクティブマトリックス型液晶表示装置の製造方
法について、図１～図４を参照して説明する。液晶表示
装置の平面構成は、従来例の説明に参照した図１と同様
である。また、配線欠陥４の部分のＹ－Ｙ’断面は図６
と同様である。
【００１３】本実施の形態における製造方法の工程を、
実施例に基づいて説明する。まず、透明なガラス基板５
上にスパッタ装置にてアルミニウムを０．４μｍの厚さ
になるように全面に蒸着した。次に図６に示すように、
アルミニウム膜をフォトリソグラフィ法によりパターニ
ングし、走査配線１を形成した。その際、配線欠陥４が
発生した。
【００１４】次に、図２に示すように、走査配線１の上
に、絶縁膜１０として窒化珪素（SiNx）膜を形成し、次
にａ－Ｓｉ膜を蒸着した。その上にアルミニウム膜を成
膜後、フォトリソグラフィ法によりパターニングを行い
信号配線２（図１参照）を形成した。
【００１５】その後、図１のＸ－Ｘ’のように、レーザ
により走査配線１の配線欠陥４を切断した。その状態に
おける図１のＹ－Ｙ’断面を図３に示す。最後に、図４
に示すように、絶縁膜２０として窒化珪素（SiNx）膜を
蒸着した。
【００１６】以上の工程において、配線欠陥４へのレー
ザ照射を実施する際には、配線欠陥４上に絶縁層１０が
形成されている。この絶縁層１０により、配線欠陥４を
切断する際のレーザ照射部における配線の飛散が抑制さ
れる。そのため、切断端面の凹凸が大きくなることはな
い。従って、絶縁層２０により、切断部を十分に被覆す
ることが可能である。
【００１７】この基板を用いて作成された液晶パネルに
おいて画像検査したところ、レーザにより配線欠陥４を
切断した箇所に表示状のムラは見られないことが確認さ
れた。
【００１８】（実施の形態２）実施の形態２は、一般に
ＩＰＳ方式と呼ばれるアクティブマトリックス型液晶表
示装置に本発明の製造方法を適用した例である。ＩＰＳ
方式は、アレイ基板に対して略平行な電界を発生させる
ことにより液晶分子の配列を変化させる方式である。
【００１９】図５は、ＩＰＳ方式の液晶表示装置の構成
を示す平面図である。図１の構成と異なるのは、複数の
信号配線１と同層に、複数の共通配線１１を有すること
である。また、走査配線２と同層に、複数の画素電極２
２を有する。このような配線構成では、走査配線１と共*
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*通配線１１の距離が近接しており、両配線間の短絡欠陥
が多発する。配線欠陥部４のＹ－Ｙ’断面の様子は、図
６に示した場合と同様である。
【００２０】本実施の形態における製造方法の工程工程
を、実施例に基づいて説明する。まず、透明なガラス基
板上に、スパッタ装置によりアルミニウムを０．４μｍ
の厚さになるように全面に蒸着し、次にアルミニウムを
フォトリソグラフィ法によりパターニングして、複数の
走査配線１と複数の共通配線１１を形成した。その際、
配線欠陥４が発生した。
【００２１】次に、窒化珪素からなる絶縁膜とa-Si膜を
蒸着し、複数の信号配線２と複数の画素電極２２を形成
した。その後、図５のＸ－Ｘ’のようにレーザで切断し
た。その後窒化珪素からなる絶縁膜を蒸着した。
【００２２】この基板を用いて作成された液晶パネルに
おいて画像検査したところ、レーザにより配線欠陥４を
切断した箇所に表示状のムラは見られないことが確認さ
れた。
【００２３】
【発明の効果】本発明によれば、配線欠陥を修復するた
めのレーザ切断により生じる切断端面の凹凸を、小さく
抑制することができる。従って、その後形成する絶縁層
で被覆することにより、配線が直接液晶に接触すること
により生じる表示上のムラ等の問題を解消することがで
きる。
【００２４】
【図面の簡単な説明】
【図１】  アクティブマトリックス型液晶表示装置のア
レイ基板を示す平面図
【図２】  本発明の実施の形態１におけるアクティブマ
トリックス型液晶表示装置の製造方法の工程を示す断面
図
【図３】  図２に続く工程を示す断面図
【図４】  図３に続く工程を示す断面図
【図５】  実施の形態２におけるアクティブマトリック
ス型液晶表示装置のアレイ基板を示す平面図
【図６】  従来のアクティブマトリックス型液晶表示装
置の製造方法の工程を示す断面図
【図７】  図６に続く工程を示す断面図
【図８】  図７に続く工程を示す断面図
【符号の説明】
１  走査配線（Al）
２  信号配線（Al）
３  スイッチング素子
４  配線欠陥
５  ガラス基板
６  絶縁膜（SiNx）
１０  絶縁膜（SiNx）
２０  絶縁膜 (SiNx)
１１  共通配線（Al)
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２２  画素電極（Al）

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】
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